
반도체 공정용 
Tailored Pulse 전원 기술 

장성록 박사

특허/권리 현황

전압밸런싱회로 및 이를 포함하는 스위치소자 스태킹회로

전력용 반도체 소자 고속 구동 회로 및 시스템

모듈형 펄스 전원 장치

펄스 전원 보상 장치 및 이를 포함하는 고전압 펄스 전원 시스템

펄스 전원 장치
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특허명No. 특허번호

기술 개요 및 우수성

(개요) 차세대 반도체 공정 기술의 혁신을 가져올 핵심 

기술로 대두되고 있는 Tailored Pulse 전원 기술

(효과) Tailored Pulse는 기존 RF 바이어스 전원을 

대체하여 에칭 공정의 효율(종횡비, 수율)과 반비례 

관계에 있는 이온 에너지 분포를 기존 대비 약 10배 

감소시킬 수 있는 혁신적 신기술

(특징) 공정 조건에 따라 필요로 하는 다양한 사양의 

펄스를 발생시킬 수 있는 Tailored Pulse전원 기술 [Tailored Pulse 개발 사양]

보유기술

[한국전기연구원 보유 기술 및 개발 고전압 전원 사양]

(고전압 DC 전원 기술) 소프트 스위칭 컨버터 기반 고전압, 대용량 DC 전원 개발 및 국방, 

가속기 등 응용 기술

(고전압 Pulse 전원 기술) 반도체 소자 직병렬 스태킹 기술 기반 고전압 고주파 펄스전원 

개발 및 플라즈마 응용 기술

(고주파 펄스 발생 기술) SiC-MOSFET 스태킹 기술 기반 고전압, 고주파, 양극성 펄스 

기술 완성도(TRL)

[10kV, 500kHz Unipolar 펄스] [+1kV, -4kV 500kHz Bipolar 펄스]


